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１．概要（Summary） 
 ブロック共重合体のミクロ相分離による自己組織化現象

は小工程かつ低コストで大規模な微細パターンの作製が

可能であり，既存のトップダウン技術に並ぶ微細加工技術

として期待されている．しかし，自己組織化現象を使った

微細パターンの作製技術では精密な周期パターンの作

製のような均一な構造を配置する制御は難しい．そこで，

本研究では既存のトップダウン技術を用いてガイドパター

ンを作製し，位置の制御を試み，最終的に光学的に応用

可能なレベルのパターンを作製する事を目指す．本稿で

は，研究の前段階として，先行研究の条件をもとに再現実

験として Si 基板上に垂直シリンダ状の構造を作製した結

果について報告する． 

 

２．実験（Experimental） 
【実験内容】 
 実験の手順を Figure 1 に示す． 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【利用した主な装置】 
クリーンドラフト潤沢超純水付 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Si 基板に分子量比 PS：
PMMA=55:22[kg/mol] の

ブロック共重合体をトルエン

に 1.0 重量%で溶かした溶

液を回転数 2000 rpm でス

ピンコートし，温度180 ˚Cで

10 分間のアニールを行った．

SEM 観察の結果，シリンダ

状の構造が作製されている

ことを確認したが，溝のよう

な欠陥構造も含んでおり，同様の方法で均一なパターン

を作製するには作製条件の再検討が必要である． 
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①  Si 基板にランダム共重合体を塗

布し，表面にPSとPMMAの両親

和性を持たせる． 

Figure 1 Procedure of nano-patterning 

②  ブロック共重合体(PS-b-PMMA)
を Si 基板に塗布し，エリプソメータ

で膜厚を測定する． 

 

③  Si 基板をアニールする（ブロック

共重合体間の相互作用により自

発的にパターンが生成される）． 

 

④  UV を照射して酢酸に浸漬するこ

とによってPMMAを除去し，生成

されたパターンについて SEM で

観察を行う． 

 

 

Figure 2 SEM image of 
self-assembled structure 
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